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目的 
Fe（鉄）と Ni（ニッケル）の合金は、各々の純金属と比較して初透磁率を高くするた





弾性異常などの検討がなされている。通常、バルクの Fe は bcc 構造、Ni は fcc 構造にな
ることが知られているが、Feエピタキシャル薄膜を下地として Niをエピタキシャル成長













MgO(001)基板上において Fe,Ni を積層すると、Fe(001)bcc,および Ni(001)bcc,が以下のエ
ピタキシャル方位関係で成長した。 
Ni<110>//Fe<110>//MgO<100> 
Ni(001)bccの成長初期においては c(2×2)構造が観察され、また Ni 膜厚の増加に伴いバル
ク Nifccへの格子緩和とともに Fe(001)bcc面において２ドメイン構造が観察された。交互
積層数の増加に伴い薄膜のラフネスが大きくなり、抵抗率が増大した。多層膜の抵抗率は
バルク成長させたFeおよびパーマロイの値より高くなった。磁場による磁気抵抗効果は、
バルク鉄とパーマロイの中間の範囲で、交互積層数 3をピークとして交互積層数の増加に
伴い減少していく傾向が見られた。 
